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	7


	Auditorinės valandos
	Viso dalyko - 185 val.

	
	Paskaitų – 48 val.

	
	Seminarų – 16 val.

	
	Laboratorinių darbų – 16 val.

	
	Savarankiškas darbas  105 val.

	Dėstomoji kalba
	Lietuvių

	Dalyko anotacija

	Studentai supažindinami su klasikinių bei naujausiujų medžiagų monokristalų ir įvairių struktūrinių modifikacijų sluoksnių gaminimo technologijomis bei puslaidininkinių mikro- ir nanoelektronikos prietaisų gaminimo moderniomis technologijomis. 

	Dalyko rezultatai
	Pagilinamos ir praplečiamos medžiagų mokslo žinios. Šį kursą išklausę magistrantai turi sugebėti pasirinkti įvairių naujų medžiagų ir prietaisų gaminimo technologijas.

	Dalyko sando turinys

	Fizikiniai medžiagų ir darinių technologijos pagrindai. Mikro- ir nanodarinių technologija, istorija, maršrutų bei technologinių operacijų sąvokos. Darbo saugos ir ekologijos problemos. Medžiagų klasifikacija, sandara ir atominės jungtys (2 val. paskaitų; 10 val. savarankiško darbo).

Fazinių virsmų mechanizmai ir kinetika. Mechaninės medžiagų savybės. Savaiminis ir heterogeninis užuomazgų susidarymas, kristalų augimas ir struktūriniai defektai, jų ryšis su kristalizacijos sparta (10 val. paskaitų; 12 val. savarankiško darbo).
Realūs kristalai. Fizikinė cheminė analizė ir jos metodai. Lydalinis, tirpalinis ir garinis kristalų auginimas. Elementariųjų ir sudėtingų medžiagų kristalų auginimo ypatumai. Kristalų legiravimas, difuzija kristaluose, Fiko dėsniai. Stiklų ir stiklo pavidalo medžiagų technologija (10 val. paskaitų; 2 val. seminarų, 11 val. savarankiško darbo).

Puslaidininkinių, dielektrinių ir laidžiųjų sluoksnių gamybos metodai. sluoksnių susidarymo procesai, epitaksialiniai, polikristaliniai ir amorfiniai sluoksniai, skystinė ir dujinė epitaksija. Cheminės sluoksnių gaminimo technologijos (10 val. paskaitų; 4 val. seminarų, 10 val. savarankiško darbo).

Sluoksnių struktūros defektai. Sluoksnių rekristalizacija, iškaitinimas lazeriu (2 val. paskaitų; 10 val. savarankiško darbo). 
Integrinių grandinių sąvoka. Litografiniai metodai mikro- ir nanodarinių technologijose. Kristalų paviršiaus valymas ir ėsdinimas cheminiais, plazminiais ir joniniais metodais. Apsauginės dangos. P-n sandūrų sudarymas difuzija ir jonine implantacija. Sluosniuotieji ir mezoskopiniai dariniai (10 val. paskaitų; 6 val. seminarų; 10 val. savarankiško darbo). 
Šiuolaikinės plonasluoksnių darinių, skirtų fotovoltiniams elementams, gamybos technologijos. Daugiakomponenčių sluoksniuotų saulės elementams skirtų darinių terminio garinimo ypatumai. Fotovoltainių elementų gamyba magnetroninio dulkinimo būdu, naudojant keletą šaltinių. Ex-situ sluoksnių kristalinės sandaros formavimas itin greito atkaitinimo būdu. Kontaktų fotovoltainiams elementams formavimo maršrutai (4 val. paskaitų; 4 val. seminarų; 10 val. savarankiško darbo).

	Laboratoriniai darbai:

	1. GaAs padėklo valymas ir SiO2 dangos formavimas (užsiėmimas 4 val., 8 val. savarankiško darbo); 

2. Silicio oksido ėsdinimas ir elektrocheminis metalo sluoksnio nusodinimas (užsiėmimas 4 val., 8 val. savarankiško darbo);
3. Metalinių sluoksnių gamyba šiluminiu išgarinimu vakuume. Technologijos kontrolė (užsiėmimas 4 val., 8 val. savarankiško darbo);
4. Metalinių ir dielektrinių sluoksnių gamyba jonoplazminiu metodu (užsiėmimas 4 val., 8 val. savarankiško darbo).

	Pagrindinės literatūros sąrašas 
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	Papildomos literatūros sąrašas
	Ne daugiau kaip 3 šaltiniai 

Chris A. Mack, Fundamental principles of optical lithography– the science of microfabrication, John Wiley and Sons, 2007.

J. Poortmans, V. Arkhipov, Thin film solar cells: fabrication, characterization and applications, John Wiley and Sons, 2006.

	Mokymo metodai 

	Paskaitos ir seminarai, laboratoriniai darbai. Paskaitos naudojamos skaidruolės. Laboratoriniai darbai - individualios užduotys.

	Lankomumo reikalavimai 
	Visus laboratorinius darbus, bent 80 ( seminarų. Dėl literatūros trūkumo rekomenduotinas ir paskaitų lankymas.

	Atsiskaitymo reikalavimai 
	Egzaminas. Atsakymai į klausimus raštu, vėliau paaiškinant kai kurias nevisiškai aiškias vietas.

	Vertinimo būdas 

	Kaupiamasis pažymys susideda iš atskirų dėstytojų įvertinimų. Kiekvieno dėstytojo maksimalus įvertinimas yra 50 %


